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Ce na§ material prenese Hladne metode sterilizacije:
segrevanje pri 121°C, * Sevanje

uporabimo avtoklav » Oksidacija
« Eksotika

Ne prodre globoko

Znacilen cas

obdelave minute
e UV 230-300 nm do ure

» Beta zarki (elektroni) > 1000 eV
* Rentgenski in gama zarki (1000 eV — MeV)

Sevanje cepi vezi v molekulah:

Prodorno, kombinacija

beta, X in UV sevanja.

Radioaktivno
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Oksidacija (spros¢anje mocnih oksidantov):
 Etilen oksid
* Ozon Strupeno.
 Vodikov peroksid Strup je treba
° gl-JSlkOV (-jIOkS-Id \ ’ odstraniti

» Hipoklorid, hiper|ig /
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Sinergija
sevanje +
oksidacija
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Plazemska sterilizacija je bila pomembna niSa svetovne

znanosti pred 10 — 20 leti.
Plazma:

Klasika: * O,te —» 0+0+¢
» O, difundira naokoli O difundira naokoli In
+ 0, > 0,+0 oksidira organsko snov

» O oksidira organsko snov * O+ O — O, na povrsini

W

Plazemski oksidanti slabo prodirajo v rezg,

obdelovanec malo

Plazemska sterilizacija je primerna, Ce reagira z radikali
so bakterije, virusi, plesni na povrsini uv. VUV
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da delikatnega
» materiala ne
= segrejemo prevec!
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] Zelo Sibka plazma,

I

Steriliziramo z H,0O, Plazma poskrbi za odstranitev strupa:
H,O,+e —- H,O+O+e; O+ 0O — O,napovrsini
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Plinska plazma hitro unici mikroorganizme na povrsini
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Standarna nizkotlaCna Hg lampa
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Escherichia coli
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Univerzalnih plazemskih sterilizatorjev nikoli ne bo.

Za vsak tip obdelovanca in Osebno
kontaminacije je potrebno misljenje M.
razviti svoj plazemski sistem MozeticCa

Robni pogoji:
- Plazma ne sme spremeniti sicerSnjih lastnosti obdelovanca
- Ucdinkovita sterilizacija v razumnem casu

Najboljsi u€inki:

sinergija UV in radikalov
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Bakterije, plesni, spore na povrSini obdelovanca
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Vdorna globina
UV 250 nm je
reda 1 mikron

'

UV 250 nm
prodre v
notranjost celice
in poskodije
DNA
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Sklepi:

* Plazma obeta Siroko uporabo v zivilstvu in kmetijstvu

* Samo v Koreji okoli 25 raziskovalnih skupin, ve¢ na Japonskem
 Zavsak tip obdelovanca svoji parametri obdelave

« Bakterije, plesni: UV 'Kali —

« Kontinuirni sistemi v

» Nekatere resitve so patentirane o,




